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はじめに 

我々は、高感度かつ小型でラベルフリーな低コストセ

ンサとして二重反射ポリマー導波路型クレッチマン配置

表面プラズモン共鳴センサの検討を行って来た[1],[2]。今

回ポリマーのエッチング条件を改善してセンサ面の平坦

化を図り、センサ特性の向上を検討したので報告する。 

素子概要 

検討した素子構造を Fig. 1 に示す。ポリマー材料として

コアに SU-8 クラッドに PMGIを用いており、通信波長帯

である 1550nm帯で動作し、屈折率域(n=1.333~1.34)におい

て高感度を達成できるように角度の異なる二重反射構造

としている。高感度化のためにはセンサ表面の平坦化が不

可欠であり、従来の O2から CF4/O2混合ガスを検討した。 

改善点 

今回反応性の高い O2と CF4の混合ガスを用い、RIEに

よるエッチングガスにも耐えられるマスク材料として Cu

を用いることで、センシングスポットの側面ラフネス軽減

を試みた。Fig.2 は、従来のガスとして O2、マスクに Cr

を用いた SEM写真を示す。他方、Fig.3 は今回のエッチン

グの結果であり、SEM写真より今回かなり改善されてい

ることが分かる。この結果はセンサ特性の向上に寄与する

ものと考えられる。 
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Fig. 1 素子構造 

 

 

Fig. 2 従来条件(O2 gas/Cr mask) 

 

Fig. 3 改善条件(O2+CF4 gas/Cu mask) 
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